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背景および目的

プロジェクトの内容

期待される効果・展開
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• 世界一高スループットな超短パルスレーザー加工

• 光干渉計測との融合による超高精度加工

• 光の超並列制御による新価値レーザー加工

技術の概要 − ホログラフィックレーザー加工は，計

算機ホログラムを用いてレーザービームを空間的に成

形して物質に照射することにより，単位時間あたりの

加工量を増加させる技術である．2005年,我々は世界で

初めて，ホログラフィックフェムト秒レーザー加工を

実現した．

技術の特徴 − 物質に並列にレーザー照射する技術が，

単に，単位時間あたりの加工点を増やすだけでなく，

加工の効率が飛躍的に向上される照射法（特許取得）

やデブリクリーニング法（特許出願）を発明した．超

単パルスレーザー加工は，微細化や高精度化に加えて，

クラックレス内部加工や新規表面修飾加工など，ナノ

秒レーザー加工では不可能であった付加価値の高い加

工を実行できる事に加えて，産業利用には不可欠であ

る高スループット加工を実現する切り札として，超単

パルスレーザー加工にイノベーションを起こす．

ホログラフィックレーザー加工技術の産学連携による推進

高スループット
高光利用効率
単一ショット
応力制御

ステージ移動

ミラー回転

加工対象

計算機ホログラム

加工対象

• 本技術を共同研究を通じた産業利用の推進

• 新しい物質の光励起法の発見とその応用開発

２光子造形

穴あけ加工や切断加工ガ
ラス・ポリマー・半導体
に同時に1000箇所以上の
加工

透明材料の内部に高精細
な３次元マーキング

エネルギーと集光深さの精
密な調整による膜剥離加工
を可能

３次元光メモリー

集光ビームによる加工後に掃除用ラインビームを照射すると
，加工部周辺部のデブリが除去される．左と右の写真は掃除
用ビームを与えない場合と与えた場合ある．

体積ディスプレイ

真の実用技術 − 現在，中京地区にある自動車関連企業

と共同研究を進め特許出願や論文執筆を行った．また，

東海地区の企業と「光波面制御技術の国内開発拠点の整

備」の事業と共同で実施，企業からの要望による試作加

工等を実施した．さらに，平成24年度戦略的基盤技術高

度化支援事業での太田区の企業と共同して実施した．こ

のように，ホログラフィックレーザー加工技術は，実際

の産業応用の入り口に立っており，企業への試作加工や

企業研究者の利用などを積極的に進めて，真の実用技術

として発展させる．

価値の創造 − 同時に，本技術を拡張したベクトル波レ

ーザー加工の研究も進めており，次世代の技術の種にな

る科学的研究へ利用や実用加工における新しい付加価値

を与える新加工技術への展開する．

金属表面に数百ナノメー
トルの周期を形成し生体
親和性や色調を改変

プラスチック(左）やガラス(右）の透明材料の内部に数百ナノメー
トルから数マイクロメートル周期の格子を形成して，色を与えるこ
とができる．これは，回折格子や偏光素子として機能する．

ナノ周期構造は偏光と垂
直な方向に形成．透明流
路中の撥水性，

空間的に異なる偏光を有するベクト
ルビームにより加工すると，複雑な
ナノ周期構造を形成する．


